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広く用いられている熱 CVD は，1 層から 2 層グラフェンが成長しやすく，1000 °C で成長したグラ



















ラマン散乱ピーク（1350 cm-1，1600 cm-1，2680 cm-1付近）強度比と密接な関係があることを明らかにし
た．グラフェン成長中に RF基板バイアスを印加すると，バンドギャップを 2.7 eV～3.2 eVまで制御で
き，混合膜の光導電効果を確認し，波長 1000 nm以上でも感度が存在することを確認した．この混合膜
を Al成長基板上に成長し，その表面に Auを堆積しデバイス構造を作製したところ，Auの膜厚を変化










熱 CVD法では 1 層から 2 層グラフェンが成長しやすいが，MSP-CVD法では 2層以上の多層グラフ
ェンが合成され，層数制御の観点から用途に応じて双方の合成法で作り分けが可能となった．MSP-CVD
法では，合成中のプラズマに由来する波長 325 nm 以下の紫外光が含まれており，基板上部のプラズマ
中にグリッドを挿入することで紫外光を遮断することが可能となり，欠陥低減の実現によるキャリア移




した 2 次元ナノカーボン材料である CNWを高品質に合成する条件を見出し，透過電子顕微鏡像の解析
から CNWの成長メカニズムを明らかにした．基板から剥離した CNW を塗布することで，高導電で透
過率の高い透明電極の作製に成功している．MSP-CVD 法でグラフェンを合成中に基板に RF バイアス
を印加することで，多層グラフェンとアモルファスカーボンからなる混合膜のアモルファスカーボンの
組成比（含有量）を制御できることを明らかにし，これにより sp2 カーボンのみでバンドギャップを制
御する技術を見出した． 
以上のように，グラフェンおよびその類似材料の産業化を阻む課題を解決する新しい知見を与え，本
論文の成果は査読付き学術論文誌に筆頭著者として 3編（内 1編は掲載予定）発表しており，審査員全
員が学位論文として十分に価値あると認め，博士（工学）の学位を授与できると判断した． 
